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１．概要（Summary） 

微小空間に閉じ込められた微粒子や微生物がどのよう

な運動を示すかといった問題は、毛細血管中を流れる血

球や原生生物の行動原理など、生体内・自然界における

現象を理解する上で重要である。そういった現象を調べる

ための実験装置として、マイクロ流体デバイスが提案され

ている[1]。そこで、精度の高いマイクロ流体デバイスの作

製を目指し、京都大学ナノテクノロジーハブ拠点（ナノハ

ブ）の設備を利用して微細加工を行った。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 レーザー直接描画装置、真空蒸着

装置(1)、厚膜フォトレジスト用スピンコーティング装置、両

面マスクアライナー、ドライエッチング装置 

【実験方法】 待ち時間等の効率化のため、ナノハブにお

ける作業工程は３日間に分けて実施した。１日目はフォト

マスクの作製を行った。レーザー直接描画装置を用いて

事前に作製しておいた流路デザインを 2.5インチのマスク

ブランクスに転写し、レジスト現像装置を用いて現像、Cr

エッチング、アセトン浸漬、ウエハスピン洗浄装置を使っ

てレジスト剥離を行い、フォトマスクを完成させた。加えて、

ウエハスピン洗浄装置を用いてスライドガラス、2.5 インチ

Si ウエハを洗浄した。 

 ２日目はフォトリソグラフィによって流路の鋳型を作製し

た。真空蒸着装置を用い、洗浄したスライドガラスに Al を

蒸着させた後、Si ウエハと共にアセトン洗浄、150℃でベ

ーク、厚膜フォトレジスト用スピンコーティング装置によっ

てHMDSを塗布した。UV（紫外線）硬化性樹脂のレジス

トである SU-8 3050をスピンコーターでスライドガラス、Si

ウエハの上に塗布してソフトベークしたのち、初日に作製

したフォトマスクを重ねて流路の部分だけを両面マスクア

ライナーで UV 露光させる。再びソフトベークし、PM シン

ナーで現像、IPAでリンスして乾燥させ、スピンコーターで

離型剤を塗布する。 

 ３日目は鋳型から流路の型を取って流路を完成させた。

SILPOT184とCATALYSTを体積比10:1で混ぜ合わせ、

シャーレに入れた鋳型の上に流し込んで脱泡、加熱し、

流路をシリコン樹脂（PDMS）に写し取る。PDMS に穴を

開け、ドライエッチング装置で洗浄したスライドガラスと

PDMS の表面をアッシングして接着し、６つのマイクロ流

体デバイスを完成させた。最後に、触針式段差計を使っ

て鋳型を観察し、流路の構造、高さを計測し、ナノハブで

の作業は終了した。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

作製したマイクロ流体デバイスを確認したところ、直径

100 µmの円柱構造の外枠が、数 µm程度の振幅、波長

でギザギザになっていることが分かった。この流路内で観

測する予定であった微生物も同程度のスケールであり、

定量実験を行う上でこのデバイスを用いるには、微細な

歪みを補正する必要がある。また、今回 SU-8 3050で作

製した流路の高さは 40 µｍ程度であった。より幅広い種

類の微生物を観測するため、より高い流路の作製を検討

しているが、フォトリソグラフィの性質上、同じ手順を踏む

とさらに大きな歪みが見られると予想される。しかしながら

今のところ、フォトマスク上では滑らかな曲線から、こうい

った歪みが確認される原因は明らかになっておらず、実

験手順や装置の見直しが必要だと考えられる。 
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